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Vorrichtung zur Analyse der charakteristischen Licht-
emission bei Plasmaprozessen

Anwendungsgebiet der Erfindung

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Prozelkon-
trolle von Plasmaprozessen, vorzugsweise beim Plasme~
8tzen, Zerstduben und Plasma CVD von Hglbleitern und
deren Verbindungen, Glisern und keramischen Materislien,
lletallen und deren Verbindungen sowie organischen lia-
terialien. '

Charakteristik der bekannten technischen Ldsungen

Zur Kontrolle von Plasmaprozessen ist es bekannt, daB
die zeitliche Anderung bestimmter spektraler Komponenten
der im Plasmaraum durch Elekironenstof induzierten Licht-
emission wd&hrend des Prozesses mit Hilfe einer meist un-
mittelbar am Reaktorraum angeordneten Vorrichtung er-
faBt wird.

Aus der DE 0S8 27 36 262 ist es bekennt, daB die Selek-
tion der spektralen Komponenten durch Interferenzfilter,
die geeigneten Fotoempfédngern vorgeschaltet sind, reali-
siert wird. Dieser LOsung haftet aber der lMangel an, daB
flir jedes technologische Problem in der Regel ein spe-
zieller Interferenzfilter erforderlich ist und die Auf-
losung der Apparatur durch die Bandbreite der Filter
begrenzt wird.
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Ferner ist es auch (z.B. US PS 43 12 732) bekannt, die
Selektion mit Hilfe eines Gittermonochromators oder
eines Beugungsprismas zu realisieren. Durch Drehung
des Gittermonochromators kann innerhalb eines fest-
gelegten Abstimmbereiches eine kontinuierliche Ab-
stimmung erfolgen. Gegeniiber Interferenzfiltern kann
eine mehrfach begsere Aufldsung durch eine entsprechen-
de Dimensionierung der optischen Bauelemente erzielt
werden. Dieser LOosung haftet jedoch der Mangel an, dafl
die Vorrichtungen durch die wesentlichen optischen Bau-
elemente, die entsprechend dem gewshlten Grundaufbau
ein Gittermonochromator und zwei Hohlspiegel oder ein .
Konkavgittermonochromator und zwei Planspiegel sein
kdnnen, sehr teuer und Volumenintensiv sind.

Ziel der Erfindung

Ziel der Erfindung ist es, bei den unterschiedlibhen
Plasmaprozessen mittels nur einer Vorrichtung die

. fiir den jeweiligen Plasmaprozel charakteristische

Lichtemission zu erfassen.

Darlegung des ilesens der Erfindung

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Vorrich-
tung zur ProzeBkontrolle zu schaffen, die eine kon-
tinuierliche Abstimmung ermiglicht, den Forderungen
des technologischen Proqusés entsprechend in iHrer
Aufltsung einstellbar ist und sich durch eine geringe
Zahl hochwertiger optischer Bauelemente und einem
raumsparenden Aufbau auszeichnet. '
Erfindungsgemif wird die Aufgabe dadurch gelost, daB
zur Bégrenzung der Breite des aué dem Rezipienten aus-
tretenden Lichtbiindels eine Aperturblende angéordnet
ist, der nachfolgend ifi weiteren Strahlengang ein \
Bintrittsspalt und ein Hohlspiegel an-geordnet sind,



wobeil dem Hohlspiegel ein drehbarer Gittermonochromator
so zugeordnet ist, daB die zu selektierende Spektral-
komponente neahezu in sich selbst zum Hohlspiegel re-
flektiert wird und von dort iiber einen von der Brenn-
ebene des Hohlspiegels in einem Abstand davor angeord-
neten Planspiegels rechtwinklig durch einen Austritts-
spalt einem in einem Abstand zum Planspiegel angeord-
neten Fotoempfidnger zugeleitet wird,

Vorteilhafterweise ist zur Einstellung der Aufl&sung
vor dem Eintrittsspalt eine verstellbare Aperturblende
angeordnet. Durch den erfindungsgeméfien Aufbau der Vor-
richtung erfolgt eine zweifache Nutzung des Hohlspiegels
innerhalb des Strahlenganges und durch die Verschach-
telung des Strahlenganges wurde ein sehr kompakter Auf-
bagu der Vorrichtung erzielt. Ein weiterer Vorteil fiir
den Gesamtaufbau der Vorrichtung besteht derin, daB

das austretende Lichtbiindel durch den Planspiegel so
umgeleitet wird, daB sich eine giinstige (raumsparende)
Anordnung des Austrittsspaltes uand des nachfolgenden
Fotoempfingers ergibt.

Ausfihrungsbeispiel

Die Brfindung wird anhand einer Zeichnung niher er-
ldutert.

dur Begrenzung des aus dem in der Zeichnung nicht dar-
gestellten Rezipienten austretenden Lichtbiindels ist ,
eine Aperturblende 1 vorgesehen. Das Lichtbiindel trifft
durch den Eintrittsspalt 2 auf den im Brennpunktabstand
angeordneten Hohlspiegel 3. Von dort wird es als nshezu
paralleles Strahlenbiindel auf den als Abstimmelement
angeordneten um den Betreg drehbaren Gittermono-
chromator 4 reflektiert. Der Gittermonocchromator 4
reflektiert entsprechend der bekannten wellenlingen-—
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abhingigen Beugung die einzelnen spektralen Komponenten.
Das Gitter wird nun so eingestellt, daB die zu selektie-
“prende Komponente nahezu in sich selbst reflektiert wird
und mit einem‘geringen Versatz zur optischen Achse den

- Hohlspiegel 3 erneut trifft. Danach wird diese Kompo-
nente von dem im Abstand X vor der Brennebene des Hohl-
spiegels 3 angeordneten Planspiegel 5 rechtwinklig

durch den Austrittsspalt 6 dem Fotoempfianger 7 zuge--°
leitet.



Zrfindungsanpruch

1. Vorrichtung zur Analyse der charakterisitischen Licht-
emission beil Plasmaprozessen, insbesondere beim plas-
machemischen Atzen von Substraten, beim Zerstiuben
und bei der Plasma CVD, gekennzeichnet dadurch, daB
zur Begrenzung der Breite des aus dem Rezipienten
austretenden Lichtbiindels eine Aperturblénde (1) an-
geordnet 1st, der nachfolgend im weiteren Strahlen-
gang ein Bintrittsspalt (2) und ein Hohlspiegel (3)
angeordnet gind, wobei dem Hohlspiegel (3) ein dreh-
barer Gittermonochromator (4) so zugeordnet ist, daB
die zu selektierende Spektralkomponente nahezu in
gich selbst zum Hohlspiegel (3) reflektiert wird und
von dort Uber einen von der Brennebene des Hohlspie-
gels im Abstand (X) davor angeordneten Planspiegel (5)
‘rechtwinklig durch einen im Abstand (X) zum Planspie-
gel (5) angeordneten Austrittsspalt (6) einem Foto-
empfénger (7) zugeleitet wird.

2. Vorrichtung nach Punkt 1, gekennzeichnet dadurch,
dal der Hohlspiegel (2) als Zylinderspiegel ausge-
bildet ist.

3. Vorrichtung nach Punkt 1, gekennzeichnet dadurch,
daB eine verstellbare Aperturblende (1) vor dem

Eintrittsspaelt (2) angeordnet ist.

-~ Hierzu 1 Blatt Zeichnung -
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